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Use of polysiloxanes of formula (I) as antimisting 
agents in compositions for cleaning hard surfaces 
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(57) Abstract 

P ? ? ? 

The invention concerns the J_ _ _J_ .1 .J. 

use, as demisting agents in for- 
mulations for cleaning hard sur- 
faces, of at least a compound 
such as polysiloxanes comprising 
polyether units, or amine units, 

optionally combined with the former, or polyethers with hindered amine units (of the Hals type), of general formula (I) in which R repre 
sents a hydrocarbon radical; R' represents R or X; X represents a group bearing a polyether function; Y is a unit bearing at least a hindered 
amine; Z is a unit bearing at least a non-hindered amine function; n ranges between 10 and 1000; m and p range between 0 and 450 and t 
is equal to 0 if at least p is different from 0, or t ranges from 1 to 20 if at least p is equal to 0, 

(57) Abrege* 

La presente invention a trait a 1' utilisation, dans des formulations desrinees au nettoyage de surfaces dures, en tant qu 'agent anti-buee, 
d'au moins un compose* du type des polysiloxanes comprenant des motifs polydthers, ou bien des motifs amines, 6ventuellement combines 
aux precedents, ou bien encore des motifs polyCthers combines a des motifs amines encombre's (de type Hals), de formule generate (I) dans 
laquelle R repr&ente un radical hydrocarbon^, R' represente R ou X, X repr6sente un groupement portant une fonction polyether, Y un 
motif portant au moins une fonction amine encombrte, Z un motif portant au moins une fonction amine non encombree, n va de 10 a 1000, 
m et p vont de 0 a 450 et t est egal a 0 si au moins p est different de 0, ou t va de 1 a 20 si au moins p est 6gal a 0. 
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UTILISATION DE POLYSILOXANES COMPRENANT DES MOTIFS POLYETHERS ET/OU DES MOTIFS AMINES 
COMME AGENTS ANTI-BUEE v 



5 La presente invention a trait & ('utilisation, dans des formulations destinies au 

nettoyage de surfaces dures, en tant qu'agent anti-bu6e, d'au moins un compose du 
type des polysiloxanes comprenant des motifs polyethers, ou bien des motifs amines 
6ventueliement combines A des motifs polyethers, ou bien encore des motifs polyethers 
combines & des motifs amines encombres (de type Hals). Elle a 6galement pour objet 
10 un proc6d6 de traitement anti-bu6e des surfaces dures par depot sur lesdites surfaces 
d'une formulation de nettoyage comprenant lesdits polysiloxanes. L'invention conceme 
aussi ies formulations les comprenant. 

Par surfaces dures, on entend plus particulterement des surfaces comme les 
vitres, les miroirs, les carreaux de c6ramiques, les carreaux 6mailies, les surfaces vitro- 
15 c6ramiques, les surfaces synthetiques comme les surfaces meiamin6es, le formica. 

Les formulations actuelles destinies au nettoyage de surfaces dures, si elles sont 
relativement efficaces pour ce qui concerne le nettoyage proprement dit, ne sont 
toutefois pas tr6s performantes pour eviter la formation de bu6e sur de telles surfaces. 
Ce probteme peut etre genant, par exemple s'il a lieu dans les pieces d'une 
20 maison ou le degre d'humidite est 6leve, tel que dans les salles de bains entre autres, 
ou bien dans les pieces ou la difference de temperature entre I'exterieur et I'interieur est 
importante. Ce ph6nom6ne peut devenir critique, s'il apparait dans un vehicule en 
mouvement, car il limite fortement la visibility du conducteur. 

La pr6sente invention a done pour but d'apporter une solution au probteme 
25 d'apparition de bu6e, soit en I'evitant, soit en accelerant sa disparition du support. 

Ainsi, la presente invention concerne {'utilisation en tant qu'agent anti-bu6e, dans 
une formulation destinee au nettoyage de surfaces dures, d'au moins un compost de 
formule suivante (I) : 

R R R R R R 

30 R'-Si-O-tSi-On-tSi-Orn-tSi-Op-tSi-Ot-Si-R' 

r r k ; i A 

formule dans laquelle : 

R identiques ou differents, representent des radicaux monovalents choisis parmi les 
radicaux alkyles en C1-C6, les radicaux alcoxy en d-C6. le radical phenyle, le 
35 radical hydroxyle ; de preference, les radicaux R, identiques ou differents, 

representent le radical methyle, hydroxym6thyle f hydroxy6thyle, hydroxyle ; au 
moins 60% en nombre desdits symboles R representant un radical alkyle en Cr 
C6, methyle de preference ; 
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R- identiques ou events, represented un radical R ou un groupement X. au moins 
un des symboles R' representant X lorsque m+p+t = 0 

X identiques ou differents, represented un groupement de formule (a) suivante ■ 
- R1 - (O - R2) r . OR3 

5 formule dans laquelle : 

R1 represente un radical alkyle lineaire en Cl -C 15 . ou un radical alkyie ramifie en 
C 4 -C 15 . Plus particulierement, le radical lineaire est en d-Q, et de preference en 
Ca-Cg. Quant au radical ramifie. il est de preference en C 4 -C 8 ; selon un mode de 
realisat,on particulierement avantageux de .'invention, le radical lineaire est en C 3 
10 le radical ramifie est en C 4 ; 3 ' 

R2 identiques ou differents. represented - CH 2 CH 2 - ou - CH(CH 3 ) - CH 2 - ou 
leurs combinaisons ; ces dernieres pouvant presenter des repartitions statistiques 
ou blocs ; H 



15 



R3 represente un atome dhydrogene. un radical alkyle, lineaire ou ramifie en 
Ct-C 6 ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle 
bneare ou ramifie en Cl -C 6 . De preference, le radical R3 represente un atome 
dhydrogene, le radical methyle, le radical -COCH 3 ; 
r , representant une valeur moyenne, entiere ou decimale. varie de 2 a 200 ■ 
Y identiques, ou differents. represented un groupement repondant aux formulas 
20 (bl)eVou (b2) suivantes : 



25 



30 



(CH 2 ) a - C(R5) 2 
-R4-U-HC( ^)n-R6 . r . 4 

(CH 2 ) - C(R5) 2 
b1 



(CH 2 ) a - C(R5) 2 
U'-Hc' ^N-RS 
(CH 2 ) - C(R5) 2 
b2 



dans lesquelles : 

a vaut 0 ou de preference 1 

R 4 est un radical hydrocarbon^ divalent choisi parmi : 

- les radicaux alkylenes lineaires ou ramifies, en c*C 18f les radicaux alkylene- 
carbonyle dont la partie alkyiene lineaire ou ramifiee. est en C^C*) 

• les radicaux alkylene-cyclohexylene dont la partie alkyiene lineai're ou ramifiee 
est en C 2 -C 12 et la partie cyclohexylene comporte un groupement OH et 
eventuellement un ou deux radicaux alkyles en d-C 4 

- les radicaux de formule - R7 - (C0 ) b O - R7 dans .aquelle R? identiques ou 
drfferents represented des radicaux alkylenes en Cl -C 12 . Tun et/ou Fautre desdits 
rad.caux etant eventuellement substitues par un ou deux groupements -OH b 
etant egal a 0 ou 1, 
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- les radicaux de formule - R« . o - R9 - OCO - R« dans laquelle les radicaux R8 et 
R 9 , identiques ou difterents, repr6sentent des radicaux alkylenes en C2-C12. le 
radical R9 pouvant, le cas echeant, etre substitue par un radical hydroxyle ; 
U represente - 0 - ou • NR10 ., dans laquelle R10 est un radical choisi parmi un 
atome d'hydrogene, un radical alkyle lineaire ou ramifie. en C V C 6 , et un radical 
divalent de formule : 

(CH2) a - C(R5) 2 
-R11-N-HC^ \n-R6 
R4 (CH 2 )-C(R5) 2 



dans laquelle R< a la signification indiquee precedemment, R5 et R« ont les 
significations indiquees ci-apres et R 11 represente un radical divalent alkylene, 
lineaire ou ramifie, en C1-C12, 1'un des liens valentiels (celui de R") etant relie a 
I'atome de -NR™-, I'autre (celui de R 4 ) etant relie a un atome de siiicium ; de 

1 5 preference, U represente - 0 • ou - NR™ -, dans laquelle R™ est un radical choisi 

parmi un atome d'hydrogene, un radical alkyle lineaire ou ramifie. en C1-C6 ; 
R 5 identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux alkyles lineaires ou 
ramifies, en C1-C3, de preference le radical methyle. et le radical phenyle ; 
R 6 represente un radical hydrogene ou le radical R 5 ou O ; 

20 R'4 est choisi parmi un groupement trivalent de formule : 

— (CH 2 , — C H 

\ 

co_ " ou m represente un nombre de 2 4 20, 
et un groupement trivalent de formule : 



_,OH !lp - N ^ N ^ N 

N \ . 

ou p repr§sente un nombre de 2 k 20. 

U' represente -O- ou -NR12., r12 6tant un radica , repr esentant un atome 
25 d'hydrogene ou un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en C1-C6 ; 

Z correspond & un groupement de formule (d ) ou (c2) : 
- Rl • N (R13) 2 - R1 - N (R13) . R'1 . N (R14) 2 

d c2 
formuies dans lesquelles : 

R1, R'1, identiques ou differents, represented un radical alkyle lineaire en C1-C15, 
ou un radical alkyle ramifie en C4-C15, 
30 R13, r14_ identiques ou differents, represented un atome d'hydrogene, un radical 

alkyle, lineaire ou ramifie, en Ci-C 20 , plus particulierement en C1-C10. de 
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preference en C1-C4. un radical cylcoalkyle en C 5 -C 6 . un radical acyle pour lequel 
la partie hydrocarbonee est un radical alkyle lineaire ou ramifie, en d-Cao. plus 
particulierement en Ci-C 10 , de preference en d-C 4 ; 
n represente : 

5 * un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 5 a 1000, de preference de 5 a 

500, lorsque p et/ou t sont (est) different(s) de 0 

* un nombre moyen, entier ou decimal, superieur a 50 et allant jusqu'a 1000 de 
preference allant de 55 a 200, tout particulierement de 55 a 150 lorsque p et t sent 
egaux & 0 

10 m represents un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450, et plus 
particulierement de 0 a 200, de preference de 2 a 50 
p represents un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450 ; selon un 
mode plus particulier de realisation de I'invention, p varie de 0 a 100, et de 
preference de 0 a 50 

1 5 t represents un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 1 a 20, si au moins p 
est egal a 0 ; Dans le cas ou au moins p est different de 0, alors t est egal a 0. 
Le compose de formule (I) peut en outre presenter quelques motifs T et/ou Q ; le 
nombre de ces motifs T et/ou Q peut alter jusqu'a 10 pour 100 atomes de silicium.'de 
preference jusqu'a 5 pour 1 00 atomes de silicium. 

20 II est rappele que par motifs T et Q, on entend des atomes de silicium qui sont 

engages dans un reseau. Les motifs T correspondent a un atome de silicium 
partageant. sur les quatre liaisons, trois atomes d'oxygSne avec trois autres atomes de 
silicium (symbolise aussi par R-Si-O^) ; les motifs Q representent un atome de silicium 
partageant quatre atomes d'oxygene avec quatre atomes de silicium (aussi symbolise 

25 parSi-04/2). 

En outre, et ce de maniere classique dans le domaine des composes comme les 
polysiloxanes, la formule (I) est comprise comme decrivant aussi des polymeres 
presentant une repartition statistique des differents groupements mentionnes. 

Un second objet de la presente invention est constitue par un procede pour le 
traitement anti-buee des surfaces dures. par depot sur lesdites surfaces d'un 
formulation de nettoyage comprenant au moins un compos6 de formule (I) ci-dessus. 

Un troisteme objet de la presente invention est constitue par une formulation 
comprenant : 

(a) 0,1 k 5 % en poids d'au moins un compose de formule (I) telle que decrite ci-dessus, 

(b) 0 a 20 % en poids. de preference 5 a 15 % en poids, d'au moins un solvan't 
comprenant au moins un radical hydroxyle et dont le point d'ebullition est inferieur a 
100°C, 

(0 0,1 k 5 % en poids. de preference 0.1 a 3 % en poids. d'au moins un tensioactif. 
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(d) 0 & 5 % d'un solvant supplemental choisi parmi tes d6riv6s du glycol, 

(e) complement & 100 % en poids d'eau. 

Ainsi, la formulation comprenant au moins un compose de formule (I) permet 
d'6viter la formation de bu6e ou d'en limiter fortement les effets, tout en conservant les 
5 propri6t6s de nettoyage de la formulation. 

Mais d'autres avantages apparaitront plus clairement & la lecture de la description 
et des exemples qui vont suivre. 

Ainsi que cela a 6t6 indique, on met en oeuvre dans des formulations destinies 
au nettoyage de surfaces dures, au moins un compose de formule (I) telle que d6finie 
10 ci-dessus. 

Selon un premier mode de realisation de I'invention, on met en oeuvre en tant 
qu'agent anti-bu6e, au moins un compose de formule (I) tel que les coefficients p. et t 
sont 6gaux A 0, et m est different de ou egal & 0. Par consequent, le polysiloxane selon 
ce premier mode est exempt de motifs amines, et ne comprend que des motifs 
15 polyethers. 

Selon une premiere variante de ce premier mode, le compost de formule (I) est tel 
que le coefficient m est different de 0 et va plus particulterement de 2 & 50. On rappelle 
que m est une valeur moyenne, enttere ou decimale. 

Selon une seconde variante de ce premier mode, le coefficient m 6gal & 0. Dans 
20 ce cas, au moins Tun des radicaux R' represente le groupement X dSfini auparavant 

Selon un mode de realisation tout particulidrement avantageux de la pr6sente 
invention, le compose de formule (I) correspond & la formule suivante : 
R R R R 

R' - Si - O - (Si - 0) n - (Si - 0) m - Si - R' 
25 R R X R 

dans laquelle : 

R identiques ou differents, represented le radical methyle 

R* identiques ou differents, represented un radical methyle ou un groupement X, au 
moins un des symboles R 1 repr£sentant X lorsque m est 6gal & 0 
30 X represente un groupement de formule (a) suivante : 
- R1 - (O - R2) r - OR3 
formule dans laquelle : 

R1 repr6sente un radical alkyle lineaire en C3-C9, de preference en C3, ou un 
radical alkyle ramifie en C4-C9, de preference en C4, 
35 - (0 • R2) represente : - (O- CH 2 CH 2 ) r i • (O - CH(CH 3 ) - CH 2 \z - dans laquelle r1 

represente une valeur moyenne entiere ou decimale. allant de 2 i 100, plus 
particuli6rement de 10 & 30, et de preference de 20 & 30, r2 represente une 
valeur moyenne entiere ou decimale, allant de 0 k 100, plus particuli6rement de 
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10 a 30, et de preference de 20 a 30, la repartition entre les groupements etant de 
type bloc, 

R3 represente un atome d'hydrogene, un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en 
Ci-C 6 . ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbonee represente un 
radical alkyle lineaire ou ramifie, en d-C 6 . et de preference R3 represente un 
atome d'hydrogene, le radical methyle, ou le radical - CO - CH 3 . 
m est egal a 0 ou different de 0 et va de preference de 2 a 50 
n est superieur a 50 et va jusqu'a 1000, de preference va de 55 a 200, tout 
particulierement de 55 a 1 50. 

Le nombre de motifs Q et T eventuellement presents peut aller de preference 
jusqu'a 5 pour 100 atomes de silicium. 

Des composes de ce type ont notamment ete decrits dans la demande de brevet 
EP 633018. 

Selon un deuxieme mode de realisation de la presente invention, on emploie dans 
des formulations destinees au nettoyage de surfaces dures, des composes de formule 
(I) dans lesquels le coefficient p est different de 0, le coefficient t etant egal a 0. Dans ce 
cas. de tels composes comprennent au moins des motifs portant des fonctions amines 
encombrees. Et de maniere tout a fait avantageuse, les composes de formule (I) 
correspondant a ce second mode de realisation, presentent en outre un coefficient m 
different lui aussi de 0. En d'autres termes, les composes presentent a la fois des motifs 
portant des fonctions polyethers et des motifs portant des fonctions amines 
encombfees. 

Conformement a ce deuxieme mode de realisation de I'invention. le compose de 
formule (I) est tel que le coefficient p varie de 0,2 a 20. 

Selon ce mode de realisation particulier, le groupement Y porte un radical (U) 
comprenant un cycle a 5, ou de preference a 6 atomes, dont Tun est un azote ; ce 
dernier etant substitue en positions a et a' par quatre radicaux alkyles et/ou phenyles 
(amine encombree type Hals). 

En outre, une variante particuliere de ce deuxieme mode consiste a mettre en 
oeuvre des composes de formule (I) pour lesquels le coefficient n presente une valeur 
allantde 100 a 1000. 

Une caracteristique preferentielle des composes de formule (I) est que ie 
coefficient m varie de 2 a 1 50. et de preference de 2 a 20. 

De plus, la somme des motifs siloxanes totaux (T et Q inclus) peut aller de 10 a 

35 2000. 

Le groupement X de formule - Ri . (O - R2) r - OR3. est de preference tel que : 
R1 represente un radical alkyle lineaire en C3-C9, de preference en C 3 , ou un radical 
alkyle ramifie en C4-C9, de preference en C 4 ; 
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- (O . R2) repr6sente : - (0- CH 2 CH 2 ) r i - (O - CHfCHs) - CH 2 )& - dans laquelle H 
repr6sente une valeur moyenne entidre ou d6cimale, allant de 2 £ 100, plus 
particulterement de 5 4 50, et de preference de 8 a 25, £2 repr6sente une valeur 
moyenne enttere ou decimale, allant de 0 a 100, plus particuliferement allant de 0 A 
5 50, et de preference de 0 & 7, 

R3 repr6sente un atome d'hydrog6ne, un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en 
CvC6, ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbon6e reprdsente un 
radical alkyle Iin6aire ou ramifie, en C^Ce, et de preference R3 repr6sente un 
atome d'hydrogdne, le radical m6thyle, ou le radical - CO - CH3. 
10 Le compose de formule (I) correspondant k ce deuxteme mode de realisation peut 

en outre, presenter, pour 100 atomes de silicium, au plus 20 atomes de silicium 
auxquels sont rattaches un groupement X. De plus, pour 100 atomes de silicium, le 
compose de formule (I) comprend au plus 20 atomes de silicium auxquels sont 
rattach6s un groupement Y. 
15 Ces composes sont bien connus et ont notamment 6t6 decrits dans la demande 

de brevet WO 97/33034. 

Selon un troisieme mode de realisation de ('invention, le compose de formule (I) 
est tel que le coefficient t va de 1 & 20, si au moins p est 6gal k 0. Dans un tel cas, le 
compose de formule (I) ne comprend que des motifs amines non encombr6s. 
20 Ce troisieme mode comprend une premiere variante, dans laquelle le coefficient m 

est different de 0, et de preference va de 2 & 50. Les groupements polyoxy6thyien6s et 
polyoxypropyienes pr6sentent de preference une repartition bloc et des coefficients r1 et 
r2, comme d6crits dans le premier mode de realisation de ('invention. 

La seconde variante de ce troisieme mode de realisation consiste en des 
25 composes de formule (I) dans lesquels le coefficient m est 6gal & 0. 

Conformement & ce troisieme mode de realisation, le groupement Z correspond de 
preference aux formules (d ) ou (c2) suivantes : 

- R1 - N (R13) 2 . R1 - N (R13) - R'1 - N (R 14 ) 2 

c1 c2 
formules dans lesquelles : 
Ri, R' 1 , identiques ou differents, representent un radical divalent alkyle Iin6aire en 
30 C3, ou un radical alkyle ramifie en C4 , 

R 13 , R 14 identiques ou differents, representent un atome d'hydrog6ne, un radical 
alkyle, Iin6aire ou ramifie, en C1-C4, un radical cylcoalkyle en C5-C6. un radical 
acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle Iin6aire ou ramifie, 
en C1-C4. 
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Bien evidemment, les formulations destinees au nettoyage de surfaces dures 
peuvent comprendre un ou plusieurs composes de formule (I), correspondant a I'une 
et/ou I'autre des trois modes de realisation precites. 

La teneur totale en compose de formule (I) varie de 0.1 a 5 % en poids par rapport 
5 au poids total de la formulation. De preference, cette teneur va de 0,1 a 2 % en poids 
par rapport a la meme reference. 

Les formulations selon Invention, comprennent de I'eau. 
Plus particulierement, la teneur en eau est telle qu'elle represente le complement 
a 100% de la formulation. 

A titre indicatif, elle va generalement de 50 a 99 % en poids par rapport au poids 
total de la formulation. De preference, la teneur en eau va de 70 a 95 % en poids par 
rapport a la meme reference. De maniere encore plus preferee. la teneur en eau va de 
90 a 95% en poids par rapport a la meme reference. 

Les formulations peuvent comprendre eventuellement au moins un solvant. Ce 
solvant est plus particulierement soluble dans Feau. De fagon avantageuse, on choisit 
un solvant consid6re non toxique. 

Parmi les solvants de ce type, on peut citer des solvants comprenant au moins un 
radical hydroxyle et dont le point d'ebullition est inferieur a 100°C. 

Conviennent particulierement a la realisation de Invention les solvants tels que les 
monoalcools, comme notamment Pethanol, le propanol. Hsopropanol, seuls ou en 
melange. 

La teneur en solvant, si celui-ci est present dans la formulation selon Invention 
va plus particulierement de 0,1 a 20 % en poids par rapport au poids total de la 
formulation. De preference la teneur en solvant va de 5 a 15 % en poids par rapport a la 
25 meme reference. 

La formulation selon Invention peut de plus comprendre au moins un tensioactif. 
Ce dernier peut etre de type non ionique ou ionique. dans la mesure ou il est compatible 
avec le reste de la formulation. 

Parmi les tensioactifs ioniques, et plus particulierement anioniques. susceptibles 
d'entrer dans la composition des formulations selon Invention, on peut citer sans 
intention de s'y limiter : 

. les alkylesters sulfonates de formule R-CH(S0 3 M)-COOR', ou R represente un radical 
alkyle en C 8 - 20 , de preference en C 10 -C 16 , R' un radical alkyle en d-Ce, de preference 
en C1-C3 et M un cation alcalin (sodium, potassium, lithium), ammonium substitue ou 
non substitue (methyl-, dimethyl-, trimethyl-, tetramethylammonium, dimethylpiperidinium 
...) ou derive d'une alcanolamine (monoethanolamine. diethanolamine, triethanoiamine 
...). On peut citer tout particulierement les methyl ester sulfonates dont les radical R est 
en C 14 -Ci 6 ; 
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. les alkylsulfates de formule ROS0 3 M t ou R repr6sente un radical alkyle ou 
hydroxyalkyle en C10-C24. de preference en C12-C20 et tout particulferement en C12- 
C18, M repr6sentant un atome d'hydrog6ne ou un cation de mfime definition que ci- 
dessus, ainsi que leurs derives 6thoxyl6nes (OE) et/ou propoxyl6n6s (OP), pr6sentant 
5 en moyenne de 0,5 & 6 motifs, de preference de 0,5 & 3 motifs OE et/ou OP ; 

. les alkylamides sulfates de formule RCONHR'OS03M ou R repr6sente un radical 
alkyle en C2-C221 de preference en C6-C20, R- un radical alkyle en 02-63, M 
repr6sentant un atome d'hydrogSne ou un cation de m6me definition que ci-dessus, 
ainsi que leurs d6riv6s Sthoxylenes (OE) et/ou propoxyl6n6s (OP), pr6sentant en 

10 moyenne de 0,5 & 60 motifs OE et/ou OP ; 

. les sels d'acides gras satur6s ou insatures en C8-C24, de preference en C14-C20, les 
alkylbenzdnesulfonates en C9-C2O1 les alkylsulfonates primaires ou secondaires en Cs- 
C22. les alkylglycerol sulfonates, les acides polycarboxyliques sulfones d6crits dans 
GB-A-1 082 179, les sulfonates de paraffine, les N-acyl N-alkyitaurates, les 

15 alkylphosphates, les alkylisethionates, les alkylsuccinamates les alkyisulfosuccinates, 
les monoesters ou diesters de sulfosuccinates, les N-acyl sarcosinates, les sulfates 
d'alkylglycosides, les poly6thoxycarboxylates 

le cation 6tant un m6tal alcalin (sodium, potassium, lithium), un reste ammonium 
substitue ou non substitue (methyl-, dimethyl-, trimethyl-, tetramethylammonium, 

20 dimethyipiperidinium ...) ou d6riv6 d'une alcanolamine (monoethanolamine, 
diethanolamine, triethanolamine ...) ; 

Parmi les tensioactifs cationiques susceptibles d'etre mis en oeuvre dans les 
formulations selon Tinvention, on peut citer plus sp6cialement les halogenures 
d'alkyldimethylammonium, les halogenures d'alkyldihydroxydimethylammonium, les 

25 diesters de trialcanoalime quaternisee avec du dimethylsulfate, les dialkylamidoamines 
quaternis6es. 

Pour ce qui a trait aux tensioactifs de type amphotere et zwitterionique, 
alkylamphoacetates, les alkylamphodiacetates, les aikyldimethytbetalnes, les 
alkylamidopropyldimethylbetaines, les alkyltrimethylsulfobetaines, les produits de 
30 condensation d'acides gras et d'hydrolysats de proteines, peuvent convenir k la mise en 
oeuvre de invention. 

Parmi les tensioactifs non ioniques, on peut mentionner les alkylph6nols 
polyoxyalkyienes (polyethoxyethylenes, polyoxypropyienes, polyoxybutyl6n6s) dont le 
substituant alkyle est en C6-C12 et contenant de 5 £ 25 motifs oxyalkyienes. A titre 
35 d'exemple, on peut citer les TRITON X-45, X-1 14, X-100 ou X-102 commercialises par 
Rohm & Haas Cy. 
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Les glucosamide, glucamide, les alkylpolyglycosides decrits dans US-A-4 565 647 
les glycerolamides derives de N-alkylamines (US-A-5,223.179 et FR-A-1 585 966)' 
peuvent de meme convenir. .a».8B« 

5 center 0 !? 1 "'"I™*™" * ^ en Polyoxyalkyl^nes 

5 contena t e U 25 motifs oxyalkylenes (oxyethylene, oxypropylene), avec a litre 
d'exemple. les TERGITOL 15-S-9 TERGITOL 24-1 a wmw „ . , \ 
r ... _ tWj>l 1 UL 24 " L -6 NMW commercialises par Union 

Carb.de Corp., NEODOL 45-9, NEODOL 23-65. NEODOL 45-7, NEODOL 45-4 

oZr^ 8 ^ She " Ch6miCal " KYR ° E ° B COmmerci « Procter & 
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Les ; formulates selon .'invention peuvent de meme comprendre en tant que 
tens,oact,fs non .oniques des composes issus de la condensation de I'oxyde d'ethylL 
avec un compose hydrophobe resultant de la condensation de I'oxyde de propylene 
avec le propylene glycol, te.s les PLURON.C commercialises par BASF, les composes 

15 h C ° ndenSati0n ^ ''° Xyde d " 6thyl6ne ° U de r ° x * de de P-Py'^e avec 

15 I ethylened.am.ne, tels les TETRONIC commercialises par BASF 

Les tensioactifs du type des oxydes diamines tels que les oxydes cfalkyl C 10 -C 18 
d.methy.am.nes. les oxydes d'a.koxy C 8 - C22 ethyl dihydroxy examines, des amides 
daades gras en C 8 -C 20 , des acides gras ethoxyles. des amides gras ethoxy.es, des 
amines ethoxylees peuvent aussi etre employes. 

La teneur en tensioactif totale dans les formulations selon .'invention est comprise 
entre 0,1 et 5 % en poids par rapport au poids total de la formulation. De preference 
cette teneur est comprise entre 0,1 et 3 % en poids par rapport a la meme reference ' 
Les formulations peuvent comprendre, si nScessaire, au moins un solvant 
supplemental qui soit compatible avec le reste de la formulation. De plus, le solvant 
presente, de maniere avantageuse. des proprietes de degraissage 

Plus particulierement, de tels solvents sont choisis parmi les derives du glycol tels 
que le monoethylene glycol, le diethy.ene glycol, le monopropylene g.yco. le 
dipropylene glycol, le butyl diglycol, et .eurs derives mono- ou po.y- ethemles. La partie 
hydrocarbonee de .'ether etant un alkyle lineaire ou ramifie en d-Cfi. 

II est a noter que le solvant supplemental peut etre un melange de plusieurs 
solvants. 

La teneur en solvant snnni 

vam ^uppieme^aire ucl u5 ia formuianon selon rinvention, si elle 

en consent, est comprise entre 0,1 et 5 % en poids par rapport au poids total de la 
formulation. 

Les formulations selon rinvention, destinees au nettoyage de surfaces dures 
peuvent comprendre des additifs classiques dans le domaine. 

Ainsi, ces dernieres peuvent comprendre des agents suppresseurs de mousse en 
quantites pouvant alter jusqu'a 5% en poids. Parmi les agents convenables, on peut 
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mentionner & titre d'illustration, les acides gras monocarboxyliques en C10-C24 ou leurs 
seis alcalins, d'ammonium ou alcanolamines, les triglycerides d'acides gras, ies 
hydrocarbures satures ou insatures aliphatiques, alicycliques, aromatiques ou 
heterocycliques, tels que les paraffines, les cires, les N-alkylaminotriazines, les 
5 ,monost6arylphosphates, les rnonost£aryl alcool phosphates. 

Les formulations selon Tinvention peuvent aussi comprendre des agents tampons, 
des parfums, des pigments, et/ou des colorants. 

Un autre objet de la pr6sente invention est constitute par des formulations 
comprenant : 

10 (a) 0,1 & 5 % en poids d'au moins un compose de formule (I) suivante : 

F T 1 1 f ? 

R* - Si - 0 - (Si - 0) n - (Si - 0) m - (Si - 0) p - (Si - 0) t - Si - R' 
R R le V Z k 

formule dans laquelle : 

15 R identiques ou differents, representent des radicaux monovalents choisis parmi les 
radicaux alkyles en CrCe. les radicaux alcoxy en CrC6, le radical ph6nyle, le 
radical hydroxyle, au moins 60% en nombre desdits symboles R reprtsentant un 
radical alkyle en C1-C6, methyle de preference ; 
R' identiques ou differents, represented un radical R ou un groupement X, au moins 
20 un des symboles R* reprSsentant X lorsque m+p+t = 0 

X identiques ou differents, representent un groupement de formule (a) suivante : 
- R1 - (O - R2) r - OR3 
formule dans laquelle : 

R1 repr6sente un radical alkyle lineaire en C1-C15, ou un radical alkyle ramifte en 
25 C4-C15 ; 

R2, identiques ou differents, representent - CH2CH2 - ou - CH(CH3) - CH2 ou 
leurs combinaisons ; ces dernieres pouvant presenter des repartitions statistiques 
ou blocs ; 

R3 repr6sente un atome d'hydrogtne, un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en 
30 C1-C6 ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle 

Iin6aire ou ramifi§ en C1-C6 ; 

r , reprtsentant une valeur moyenne, entiere ou d6cimaie, varie de 2 £ 200. 
Y identiques, ou differents, representent un groupement repondant aux formules 
(b1) et/ou (b2) suivantes : 



(CH 2 ) a • C(R5) 2 
-R4-U-Hc' J)N-R6 -R'4 

\cH 2 ) - C(R5) 2 
b1 



(CH 2 ) a ■ C(R5) 2 
U'-Hc' ^>N-R6 
(CH 2 ) - C(R5) 2 
b2 
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dans lesquelles : 

a vaut 0 ou de preference 1 

R 4 est un radical hydrocarbons divalent choisi parmi : 

- les radicaux alkylenes lineaires ou ramifies, en C 2 -C 18 , les radicaux alkylene- 
5 carbonyle dont la partie alkylene lineaire ou ramifiee. est en C2-C20 

- les radicaux alkylene-cyclohexylene dont la partie alkylene lineaire ou ramifiee 
est en C 2 -C 12 et la partie cyclohexylene comporte un groupement OH ei 
eventuellement un ou deux radicaux alkyles en d-C 4l 

- les radicaux de formule - R7 - (C0 ) b O - R7 dans laquelle R? identiques ou 
drfferents representent des radicaux alkylenes en Cl -C 12( I'un eVou I'autre desdits 
rad.caux etant eventuellement substitues par un ou deux groupements -OH b 
etant egal a 0 ou 1 , 

- les radicaux de formule - R8 - 0 - R9 - OCO - R* dans laquelle les radicaux R* et 
R , ident.ques ou differents, representent des radicaux alkylenes en C 2 -C 12 le 
radical R9 pouvant, le cas echeant, etre substitue par un radical hydroxyle ■ 

U represente - O - ou - NR«> , da ns laquelle Rio est un radical choisi parmi un 
atome d'hydrogene, un radical alkyle lineaire ou ramifie. en Cl -C 6 , et un radical 
divalent de formule : 

(CH 2 ) a - C(R5) 2 
20 -R11-N-HC/ ) N -R6 

R 4 (CH 2 ) - C(R5) 2 
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dans laquelle R< a la signification indiquee precedemment, R5 et R6 0 nt les 
significations indiquees ci-apres et R« represente un radical divalent alkylene 
lmea.re ou ramifie. en C r C 12 . Tun des liens valentiels (celui de R«) etant relie a 
I'atome de -NRio., rautre (celui de R4) 6lan , re|j6 ft un atome de sjijcjum 

R5 identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux alkyles lineaires ou 
ramifies, en Ci-C 3l de preference le radical methyle, et le radical phenyle ; 
R 6 represente un radical hydrogene ou le radical R5 ou O ; 
R' 4 est choisi parmi un groupement trivalent de formule ■ 

— (CH 2 ) CH 

ou m represente un nombre de 2 a 20, 
et un groupement trivalent de formule : 



-(CH 2)p - N ^ \ 



N- X/ 



ou p represente un nombre de 2 & 20. 
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If reprdsente -0- ou -NR 12 -, R 12 etant un radical representant un atome 
d'hydrogSne ou un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en C1-C6 ; 
Z correspond & un groupement de formule (c1 ) ou (c2) : 
- R1 - N (R 13 ) 2 - R 1 - N (R 13 ) - R'1 - N (R^) 2 

d c2 
formules dans lesquelles : 
5 R 1 , R' 1 , identiques ou differents, represented un radical alkyle lineaire en C1-C15, 

ou un radical alkyle ramifie en C4-C15, 

R 13 , R 14 , identiques ou differents, represented un atome d'hydrogdne, un radical 
alkyle, lineaire ou ramifie, en CrC2o> un radical cylcoalkyle en Cs-C6, un radical 
acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle Iin6aire ou ramifie, 

10 enCi-C20. 
n repr6sente : 

* un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 5 & 1000, de preference de 5 & 
500, lorsque p et/ou t sont (est) different(s) de 0 

* un nombre moyen, entier ou decimal, sup6rieur & 50 et allant jusqu'& 1000, de 
15 preference allant de 55 & 200, tout particulierement de 55 & 1 50 lorsque p et t sont 

egaux a 0 

m representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 & 450, et plus 

particulierement de 0 & 200, de preference de 2 a 50 
p representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450 ; selon un 
20 mode plus particulier de realisation de I'invention, p varie de 0 & 100, et de 

preference de 0 & 50 

t representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 1 a 20, si au moins p 
est 6gal & 0 ; dans le cas ou au moins p est different de 0, alors t est 6gal & 0. 

(b) 0,1 & 20 % en poids, de preference 5 & 15 % en poids, d'au moins un solvant 
25 comprenant au moins un radical hydroxyle et dont le point d'ebullition est inf6rieur & 

100°C, 

(c) 0,1 a 5 % en poids, de preference 0,1 a 3 % en poids, d'au moins un tensioactif, 

(d) 0 4 5 % d'un solvant supplernentaire choisi parmi les derives du glycol, 

(e) complement a 100 % en poids d'eau. Plus particulierement, la teneur en eau va de 
30 50 & 99 % en poids par rapport au poids total de la formulation, de preference, de 70 a 

95 % en poids. Selon un mode plus particulier, la teneur en eau va de 90 & 95% en 
poids par rapport & la mfime reference. 

Tout ce qui vient d'etre decrit & propos de la nature et des variantes pr6f6rees du 
compose de formule (I), de meme que les divers elements constitutifs de la formulation 
35 et leur proportions respectives, reste valable et ne sera par consequent pas repris dans 
cette partie. 
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Les formulations selon ('invention sont obtenues par simple melange de chacun 
des elements constitutifs enonces auparavant. 

Des exemples concrets mais non limitatifs de ('invention vont maintenant etre 
presentes. 

EXEMPLES 
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Dans ce qui va suivre, les formulations ont ete testees selon le protocole suivant • 

- laver des miroirs d'environ 1 5 cm x 1 5 cm a I'aide d'un liquide vaisselle, 

- trailer les miroirs a I'aide de 0.3 g de la formulation a tester, en repartissant la 
formulation a I'aide de papier absorbant ("type Sopalin®*), 

- placer les miroirs dans un refrigerateur pendant 30 minutes. 

- observer I'apparition de buee, apres les avoir retire du refrigerateur 

- apres disparity de la buee. observer la presence de traces, taches et points sur 
les miroirs. 



On prepare trois formulations : 
A comparatif 

20 B selon ('invention, avec un polysiloxane comprenant des motifs polyethers 

(R1 = -(CH 2 ) 3 -. r1. r2 compris entre 20 et 25, R 3 = H, 65 s n £ 85 6 sins9 
p = t = 0). 

C selon ['invention avec un polysiloxane comprenant des motifs polyethers et 
amines encombrees (90 s n < 1 20 ; motifs polymers : R1 = -(CH 2 )3-. 8 s rt s 1 2, 
25 1 Sr2s3, R3 = H, 2$ms5; motifs amines encombrees : Y = b1 a = 1 

R4 = -(CH2) 3 -, U = O. R5 = CH 3 . R 6 = H, 2 s p s 5 ; t = 0 ; la somme des motifs 
tptaux etant comprise entre 100-200). 



Les compositions sont rassemblees dans le tableau ci-dessous • 

30 



formulation 

composants 


A 

(%pds) 


B 

(%pds) 


C 

(%pds) 


alcool isooropylique 


7 


7 


7 


dodecvlbenzenesulfonate de sodium (37%) 


0,5 


0.5 


0.5 


monomethylether de dioroDyleneqlycol 


0.25 


0,25 


0,25 


polysiloxane motifs polyethers 




0.5 




polysiloxane motifs polyethers et amines 
encombrees 






0.5 


eau 


qsp 100 


qsp 1 00 


qsp 100 
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Les r6sultats sont les suivants : 



A 


B 


C 


bu6e importante. 


absence de bu6e. 


bu6e moins importante 
avec une disparition plus 
rapide que pour la 
formulation A. 



Aucune des trois formulations ne laisse de traces apparentes sur les miroirs 
5 traitSs. 
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1 . Utilisation en tant qu'agent anti-buee, dans une formulation destinee au nettoyage 
5 de surfaces dures, d'au moins un composS de formule suivante (I) : 

?????? 
R' - Si - O - (Si - 0) n - (Si - 0) m - (Si - 0) p - (Si - O), • Si • R' 

R R X V 2 R 

formule dans laquelle : 

1 0 R identiques ou differents, represented des radicaux monovalents choisis parmi les 
radicaux alkyles en C r C 6 , les radicaux alcoxy en Ci-C 6 , le radical phenyls, le 
radical hydroxyle. au moins 60% en nombre desdits symboles R representant un 
radical alkyle en Ci-Ce. methyle de preference ; 
R' identiques ou differents, represented un radical R ou un groupement X, au moins 
1 5 un des symboles R' represented X lorsque m+p+t = 0 

X identiques ou differents, represented un groupement de formule (a) suivante : 

-Rl-(0-R2) r -OR3 

formule dans laquelle : 

Rt represente un radical alkyle lineaire en Ci-C 15 , ou un radical alkyle ramifie en 
20 C4-C15 ; 

R2 identiques ou differents, represented - CH 2 CH 2 - ou - CH(CH 3 ) - CH 2 -, ou 
leurs combinaisons presentant des repartitions statistiques ou blocs ; 
R3 repr6sente un atome d'hydrogene, un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en 
C r C6 ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbon ee est un radical alkyle 
25 lineaire ou ramifie en C1-C5 ; 

r , representant une valeur moyenne, enttere ou decimale, varie de 2 a 200 ; 
Y identiques. ou differents, represented un groupement repondant aux formulas 
(b1) et/ou (b2) suivantes : 



(CH 2 ) a • C(R5) 2 
R4 - U - He' ^>N - R6 . R-4 

)CH 2 ) - C(R5) 2 
b1 



(CH 2 ) a - C(R5) 2 
U' - HC - m 

(CH 2 ) - C(R5) 2 
b2 



dans lesquelles : 
30 a vaut 0 ou de preference 1 

R 4 est un radical hydrocarbon^ divalent choisi parmi : 

- les radicaux alkylenes lineaires ou ramifies, en C^Cis, les radicaux alkylene- 
carbonyle dont la partie alkytene lineaire ou ramifiee, est en 
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- les radicaux alkytene-cyclohexylene dont la partie alkytene Iin6aire ou ramifi6e, 
est en C2-C12 et la partie cyclohexytene comporte un groupementOH et 
6ventuellement un ou deux radicaux alkyles en C1-C4, 

- les radicaux de formule - R7 - (CO) b 0 - R? dans laquelle R 7 identiques ou 
5 differents represented des radicaux aikylenes en C1-C12, 1'un et/ou I'autre desdits 

radicaux 6tant eventuellement substitu6s par un ou deux groupements -OH, b 
6tant 6gal & 0 ou 1 , 

- les radicaux de formule - R 8 - O - R 9 - OCO - R 8 dans laquelle les radicaux R 8 et 
R 9 , identiques ou differents, represented des radicaux alkyldnes en C2-C12. le 

10 radical R 9 pouvant, le cas 6ch6ant, §tre substituS par un radical hydroxyle ; 

U represente - O - ou - NR 10 -, dans laquelle R 10 est un radical choisi parmi un 
atome d'hydrogdne, un radical alkyle Iin6aire ou ramifte, en C1-C6, et un radical 
divalent de formule : 



(CH 2 ) a - C(R5) 2 
15 -RH-JJ-HC^ ^)N-R6 

R 4 (CH 2 ) - C(R5) 2 



dans laquelle R 4 a la signification indiqu6e pr£c6demment, R 5 et R 6 ont les 
significations indiquees ci-apres et R 11 represente un radical divalent alkytene, 

20 Iin6aire ou ramifi6, en C1-C12. I'un des liens valentiels (celui de R 11 ) 6tant reli6 k 

I'atome de -NR 10 -, I'autre (celui de R 4 ) etant relie a un atome de silicium ; 
R 5 identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux alkyles lineaires ou 
ramifies, en CrC3, de preference le radical methyle, et le radical ph6nyle ; 
R 6 represente un radical hydrogene ou le radical R 5 ou 0 ; 

25 R* 4 est choisi parmi un groupement trivalent de formule : 

— (CH 2 ) CH 

\ 

CO— ou m represente un nombre de 2 & 20, 
et un groupement trivalent de formule : 

_(eH,I p -NH-( N N 

"A ■ 

ou p represente un nombre de 2 & 20. 

LT represente -O- ou -NR 12 -, R 12 6tant un radical repr6sentant un atome 

30 d'hydrog^ne ou un radical alkyle, Iin6aire ou ramifie, en Ci-Ce ; 

Z correspond & un groupement de formule (d) ou (c2) : 

- R1 - N (R 1 *) 2 - R1 - N (R 13 ) - FH - N (R 14 ) 2 

c1 c2 



30 



35 
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formules dans lesquelles : 

R1, R'l, identiques ou differents. representent un radical alkyle lineaire en d-C 1s 
ou un radical alkyle ramifie en C4-C15, 

R 13 . RM, identiques ou differents. representent un atome d'hydrogene, un radical 
5 alkyle, l.neaire ou ramifie. en d-C» radical cylcoalkyle en C 5 .C 6 , un radical 

acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle lineaire ou ramifie 
end-C2o; 
n repr6sente : 

* un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 5 a 1000. de preference de 5 a 
1 0 500, lorsque p et/ou t sont (est) different(s) de 0 

* un nombre moyen, entier ou decimal, superieur a 50 et allant jusqu^a 1000 de 
preference allant de 55 a 200, tout particulierement de 55 a 1 50 lorsque p et t sont 
6gaux & 0 

m representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450. et plus 
1 5 particulierement de 0 a 200, de preference de 2 a 50 

P representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450 , tout 

particulierement de 0 a 1 00, et de preference de 0 a 50 
t representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 1 a 20, si au moins p 

est egal a 0, ou egal a 0 si au moins p est different de 0 

20 

2. Procede pour le traitement anti-buee des surfaces dures, par depot sur lesdites 
surfaces d'un formulation de nettoyage comprenant au moins un compose de 
formule (I) suivante : 

' L B R R R 

25 R , -Si-O.(bi-0)n-( , Si.O) m .(Si-O)p.(Si-O) f -Si.R' 
R R Ic V i k 

formula dans laquelle : 

R identiques ou differents, representent des radicaux monovalents choisis parmi les 
radicaux alkyles en C V C 6 , les radicaux alcoxy en C r C 6 , le radical phenyle. le 
radial hydroxyle. au moins 60% en nombre desdits symboles R representant un 
radical alkyle en Ci-C 6 , methyle de preference ; 
V identiques ou differents. representent un radical R ou un groupement X, au moins 

un des symboles R' representant X lorsque m+p+t = 0 
( identiques ou differents, representent un groupement de formule (a) suivante : 

- R1 - (0 - R2) r - OR3 

formule dans laquelle : 

R1 repr6sente un radical alkyle lineaire en CrC 15 , ou un radical alkyle ramifie en 
C4-C15 ; 
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R2 f identiques ou differents, representent • CH2CH2 - ou - CH(CH3) - CH2 ou 
leurs combinaisons pr6sentant des repartitions statistiques ou blocs ; 
R3 repr6sente un atome d'hydrog^ne, un radical alkyle, Iin6aire ou ramifi6, en 
C1-C6 ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbon6e est un radical alkyle 
5 Iin6aire ou ramifte en C1-C6 ; 

r , repr§sentant une valeur moyenne, enttere ou decimale, varie de 2 & 200 ; 
Y identiques, ou diff6rents, representent un groupement r6pondant aux formules 
(b1 ) et/ou (b2) suivantes ; 

(CH 2 ) a - C(R5) 2 (CH 2 ) a -C(R5) 2 

- R 4 - U - HC^ y N - R6 . R'4 U' - He' - R6 

(CH 2 ) • C(R5) 2 (CH 2 ) - C(R5) 2 2 

b1 L b2 

dans tesquelles : 
10 a vaut 0 ou de pr6f6rence 1 

R 4 est un radical hydrocarbon^ divalent choisi parmi : 

- les radicaux alkyldnes Iin6aires ou ramifies, eh C2-C18, les radicaux alkytene- 
carbonyle dont la partie alkylene Iin6aire ou ramifi6e, est en C 2 -C20» 

- les radicaux alkytene-cyclohexytene dont la partie alkytene Iin6aire ou ramifi6e, 
15 • est. en C2-Ci 2 et la partie cyclohexytene comporte un groupement OH et 

6ventuellement un ou deux radicaux alkyles en C1-C4, 

- les radicaux de formule - R 7 - (CO)b 0 - R 7 dans laquelle R 7 identiques ou 
differents representent des radicaux alkylenes en Ci-Ci 2 , Tun et/ou I'autre desdits 
radicaux 6tant §ventuellement substitu6s par un ou deux groupements -OH, b 

20 6tant 6gaJ k 0 ou 1 , 

- les radicaux de formule - R 8 - 0 • R 9 - OCO - R 8 dans laquelle les radicaux R 8 et 
R 9 , identiques ou diff6rents, representent des radicaux alkyldnes en C 2 -Ci 2 , le 
radical R 9 pouvant, le cas 6ch6ant, Stre substitu6 par un radical hydroxyle ; 

U repr6sente - O - ou - NR 10 dans laquelle R 10 est un radical choisi parmi un 
25 atome d'hydrogSne, un radical alkyle Iin6aire ou ramifte, en C1-C6, et un radical 

divalent de formule : 

(CH 2 ) a - C(R5) 2 
-R11-N-HC^ ^)N-R6 
R 4 (CH 2 ) - C(R5) 2 
30 I 

dans laquelle R 4 a la signification indiquee precedemment, R 5 et R 6 ont les 
significations indiquees ci-apr£s et R 11 repr6sente un radical divalent alkylene, 
lin£aire ou ramifie, en CrC*i 2 , Tun des liens valentiels (celui de R 11 ) 6tant relte k 
I'atome de -NR 10 -, I'autre (celui de R 4 ) 6tant reli6 & un atome de silicium ; 
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R5 identiques ou differents, sent choisis parmi les radicaux alkyles lineaires ou 

ramif.es, en C1-C3. de preference le radical methyle, et le radical phenyle ; 

R 6 represente un radical hydrogene ou le radical R5 ou 0 ; 

R' 4 est choisi parmi un groupement trivaient de formule ■ 
^/CO — 

— <CH 2 j — ch 

\ 

ou m repr6sente un nombre de 2 & 20, 
et un groupement trivaient de formule 

N-/ 

ou p reprfesente un nombre de 2 k 20 
U' represente -O- ou -NR«., R i2 6tant un radica| repr6sentant un atome 
d'hydrog^ne ou un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en C,-C 6 ; 
correspond a un groupement de formule (d ) ou (c2) : 
- Rl - N (R13) 2 - Rl - N (R13) - R'1 . N (R14) 2 

d c2 
formules dans lesquelles : 

R1. R'1, identiques ou differents, represented un radical alkyle lineaire en d-ds, 
ou un radical alkyle ramifie en C 4 -C 15l 

R 13 , R 14 . identiques ou differents, represented un atome d'hydrogene, un radical 
alkyle, lineaire ou ramifie, en C r C 2 o, un radical cylcoalkyle en C 5 -C 6 . un radical 
acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle lineaire ou ramifie 
en C1-C20 ; 
represente : 

* un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 5 a 1000, de preference de 5 a 
500, lorsque p et/ou t sont (est) different(s) de 0 

* un nombre moyen, entier ou decimal, superieur a 50 et allant jusqu'a 1000 de 
preference allant de 55 a 200, tout particuiierement de 55 a 1 50 lorsque p et t sont 
egaux a 0 

repr6sentant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450, et plus 
particuiierement de 0 a 200, de preference de 2 a 50 

representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450 , tout 
particuiierement de 0 a 1 00, et de preference de 0 a 50 
representant un nombre moyen. entier ou decimal, allant de 1 a 20, si au moins p 
est egal a 0, ou egal a 0 si au moins p est different de 0. 
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3. Utilisation ou proc6d6 selon la revendication 1 ou 2, caracferise(e) en ce que ledit 
compose de formuie (I) presente en outre jusqu'a 10 motifs, de preference jusqu'St 
5 motifs T et/ou Q pour 1 00 atomes de silicium 

4. Utilisation ou proc6d6 selon la revendication precedente, caracferise(e) en ce 
qu'au moins un compost de formuie (I) est tel que p et t sont 6gaux & 0. 

5. Utilisation ou proc6d6 selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6(e) en ce que 
le compost de formuie (I) est tei que m est different de 0, et de preference va de 2 
£50. 

6. Utilisation ou precede selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, 
caract6ris6(e) en ce que le compose de formuie (I) correspond 4 la formuie 
suivante : 

¥ ¥ ¥ ¥ 

R•-Si.O-(Si-0} n -(Si•0) m -Si.R• 
R R k R 

dans laquelle : 

R identiques ou differents, representent le radical methyle 

R' identiques ou differents, representent un radical methyle ou un groupement X, au 
moins un des symboles R* representant X lorsque m est 6gal & 0 

X represente un groupement de formuie (a) suivante : 
-Rl-(0-R2) r -OR3 
formuie dans laquelle ; 

R1 represente un radical alkyle Iin6aire en C3, ou un radical alkyle ramifie en C4, 
- (0 - R2) represente : - (O- CH 2 CH 2 ) r i - (0 - CH(CH3) - CH 2 )r2 - dans laquelle r1 
represente une valeur moyenne enttere ou d6cimale, allant de 2 £ 100, plus 
particulierement de 10 k 30, et de preference de 20 & 30, r2 represente une 
valeur moyenne entfere ou decimale, allant de 0 & 100, plus particuiidrement de 
10 A 30, et de preference de 20 a 30, la repartition entre les groupements 6tant de 
type bloc, 

R3 represente un atome d'hydrogene, un radical alkyle, Iin6aire ou ramifie, en 
CrC6, ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbon^ represente un 
radical alkyle lineaire ou ramifie, en C1-C6. et de preference R3 represente un 
atome d'hydrogene, le radical methyle, ou le radical - CO - CH3. 

m est egal £ 0 ou different de 0 et va de preference de 2 a 50. 

n est superieur & 50 et va jusqu'S 1000, de preference va de 55 4 200, tout 
particulierement de 55 4 150. 
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7. Utilisation ou procede selon Tune queiconque des revendications 1 a -3, 
caracterise(e) en ce qu'au moins un compose de formule (I) est tel que p et m sont 
diff6rents de 0. 

5 

8. Utilisation ou procede selon la revendication pr6cedente. caracterise(e) en ce que 
le compose de formule (I) presente une valeur de n allant de 100 a 1000. 

9. Utilisation ou procede selon I'une queiconque des revendications 7 ou 8, 
10 caracterise(e) en ce que le compose de formule (I) presente une valeur de m 

allant de 2 a 150, de preference de 2 a 20. 

10. Utilisation ou procede selon I'une queiconque des revendications 7 a 9, 
caracterise(e) en ce que le compose de formule (1) presente une valeur de p allant 

15 de 0,2 a 20. 

11. Utilisation ou procede selon I'une queiconque des revendications 7 a 10, 
caracterisee en ce que le compose de formule (I) presente un groupement X de 
formule (a) suivante : 

20 -Ri-(0-R2) r .OR3 
formule dans laquelle : 
R1 represente un radical alkyle lineaire en C 3 , ou un radical alkyle ramifie en C 4 ; 
- (O - R2) represente : - (O- CH 2 CH 2 ) f , - (O - CKCHs) - CH 2 ) r2 - dans laquelle H 
represente une valeur moyenne entiere ou decimale, allant de 2 a 100, plus 
25 particulierement de 5 a 50, et de preference de 8 a 25, £ represente une valeur 

moyenne entiere ou decimale. allant de 0 a 100, plus particulierement allant de 0 a 
50, et de preference de 0 a 7, 
R3 represente un atome d'hydrogene. un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en 
Ci-C 6 , ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbonee represente un 
30 radical alkyle lineaire ou ramifie, en Ci-C 6 , et de preference R3 represente un 

atome d'hydrogene, le radical m§thyle, ou le radical • CO - CH3. 

12. Utilisation ou procede selon I'une queiconque des revendications 7 a 11, 
caracterise(e) en ce que le compose de formule (I) comprend, pour 100 atomes de 

35 silicium, au plus 20 atomes de silicium auxquels sont rattaches un groupement X, 

et au plus 20 atomes de silicium auxquels sont rattaches un groupement Y. 
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13. Utilisation ou procede selon i'une quelconque des revendications prec6dentes, 
caract6ris6(e) en ce que la teneur en compost de formula (I) va de 0,1 & 5 % en 
poids par rapport au poids total de la formulation, de preference de 0,1 & 2 % en 
poids par rapport & la meme reference. 

5 

14. Utilisation ou proc6d6 selon Tune quelconque des revendications pr6c6dente, 
caract6ris6(e) en ce que la formulation comprend de I'eau, et eventuellement au 
moins un solvant comprenant au moins un radical hydroxyle et dont le point 
d'6bullition est inferieur & 100°C. 

10 

15. Utilisation ou procede selon la revendication precedente, caract6ris6(e) en ce que 
le solvant est choisi parmi l'6thanol, Tisopropanol. 

16. Utilisation ou proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 14 ou 15, 
15 caract6ris6(e) en ce que la teneur en solvant va de 0,1 & 20 % en poids par 

rapport au poids total de la formulation, de preference de 5 & 15 % en poids par 
rapport & la meme reference. 

17. Utilisation ou procede selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, 
20 caract6ris6(e) en ce que la formulation comprend au moins un tensioactif. 

18. Utilisation ou proc6de selon la revendication precedente caract6ris6(e) en ce que 
la teneur en tensioactif va de 0,1 & 5 % en poids par rapport au poids total de la 
formulation, de preference de 0,1 A 3 % par rapport & la meme reference. 

25 

19. Utilisation ou procede seion Tune quelconque des revendications precSdentes, 
caracterise(e) en ce que la formulation comprend un solvant supp!6mentaire 
compatible choisi parmi les derives du glycol, tels que rethyiene glycol, le 
diethyiene glycol, le propylene glycol, le dipropyiene glycol, et leurs d6riv6s mono- 

30 ou poly- 6th6rifi6s. 

20. Utilisation ou proc6de selon la revendication precedente, caracteris6(e) en ce que 
la teneur en solvant supplemental va de 0,1 & 5 % en poids par rapport au poids 
total de la formulation. 

35 

21 . Formulation caracterisee en ce qu'elle comprend : 

(a) 0,1 & 5 % en poids d'au moins un compose de formule (I) suivante : 
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? P ? ? ? ? 

R , -Si-O-(Si-O) n -(Si.0) ni .(Si-O)p-(Si-O)t.Si.R- 
* A X Y Z R 

formule dans laquelle : 

5 R identiques ou differents, representent des radicaux monovalents choisis parmi les 
radicaux alkyles en C r C 6 , les radicaux alcoxy en d-C 6 , le radical phenyle, le 
radical hydroxyle, au moins 60% en nombre desdits symboles R representant' un 
radical alkyle en Ci-C 6 , methyle de preference ; 
R' identiques ou differents. representent un radical R ou un groupement X, au moins 
10 un des symboles R' representant X lorsque m+p+t = 0 

X identiques ou differents, representent un groupement de formule (a) suivante : 
- Rl - (0 - R2) r . OR3 
formule dans laquelle : 

R1 represente un radical alkyle lineaire en C,-C 15 . ou un radical alkyle ramifie en 
15 C 4 -C 15 ; 

R2, identiques ou differents, representent - CH 2 CH 2 • ou - CH(CH3) - CH 2 -, ou 
leurs combinaisons presentant des repartitions statistiques ou blocs ; 
R3 represente un atome d'hydrogene, un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en 
Ci-C 6 ou un radical acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle 
20 lineaire ou ramifie en Ci-C6; 

r , representant une valeur moyenne, entiere ou decimale, varie de 2 a 200 
Y identiques, ou differents, representent un groupement repondant aux formules 
(b1)et/ou (b2) suivantes : 



30 



(CH 2 ) a - C(R5) 2 
- R4 - U - HC/ - R6 - R'4 

(CH 2 ) - C(R5) 2 
b1 



(CH 2 ) a - C(R5) 2 
U^-HC^ j>N-R6 
(CH 2 ) - C(R5) 2 
b2 



dans lesquelles : 
25 a vaut 0 ou de preference 1 

R 4 est un radical hydrocarbon^ divalent choisi parmi : 

- les radicaux alkylenes lineaires ou ramifies, en C 2 -Ci 8 , les radicaux alkyldne- 
canoonyle dont la partie alkyiene lineaire ou ramifiee, est en C 2 -C 2 o 
• les radicaux alkylene-cyclohexylene dont la partie alkylene Iin6aire ou ramifiee, 
est en C 2 -C-| 2 et la partie cyclohexylene comporte un groupement OH et 
eventuellement un ou deux radicaux alkyles en C1-C4, 

- les radicaux de formule - R7 - (CO) b 0 - R7 dans laquelle R 7 identiques ou 
differents representent des radicaux alkylenes en C1-C12, Tun et/ou I'autre desdits 
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radicaux etant eventuellement substitu£s par un ou deux groupements -OH, b 
6tant 6gal & 0 ou 1 ( 

- les radicaux de formule - R 8 - 0 - R 9 - OCO - R 8 dans laquelle les radicaux R 8 et 
R 9 identiques ou diff6rents, repr6sentent des radicaux alkytenes en C 2 -Ci 2 , !e 

5 radical R 9 pouvant, le cas 6ch6ant, Stre substitu6 par un radical hydroxyie ; 

U represente - 0 • ou - NR 10 dans laquelle R 10 est un radical choisi parmi un 
atome d'hydrog6ne, un radical alkyle lineaire ou ramifie, en C1-C6, et un radical 
divalent de formule : 

(CH 2 ) a -C(R5) 2 
10 -RH-fJ-HC^ ^N-R6 

R 4 (CH 2 )-C(R5) 2 

dans laquelle R 4 a la signification indiquee prec6demment, R 5 et R 6 ont les 

significations indiquees ci-apres et R 11 represente un radical divalent alkyl6ne, 

15 lineaire ou ramifie, en CrCi 2 , Tun des liens valentiels (celui de R 11 ) 6tant reli6 A 

Tatome de -NR 10 -, I'autre (celui de R 4 ) etant reli6 k un atome de silicium ; 

R 5 identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux alkyles Iin6aires ou 

ramifies, en C1-C3, de preference le radical methyle, et le radical ph6nyle ; 

R 6 represente un radical hydrogdne ou le radical R 5 ou O ; 

20 R* 4 est choisi parmi un groupement trivalent de formule : 

^/CO — 

— (CH 2 ) CH 

m 

N CO — ou m represente un nombre de 2 & 20, 
et un groupement trivalent de formule : 

ou p represente un nombre de 2 A 20. 
LT represente -O- ou -NR 12 -, R 12 6tant un radical representant un atome 
25 d'hydrogdne ou un radical alkyle, lineaire ou ramifie, en C1-C6 ; 

Z correspond & un groupement de formule (d) ou (c2) : 

- R1 - N (R 1 3) 2 - R 1 - N (R 1 *) - R'1 - N (R 14 ) 2 

d c2 
formules dans lesquelles : 

R1, R'1, identiques ou differents, representent un radical alkyle lineaire en Ct-Cis, 
ou un radical alkyle ramifie en C4-C15, 
30 R 13 , R 14 t identiques ou differents, representent un atome d'hydrogdne, un radical 

alkyie, lineaire ou ramifie, en CrC 2 o, un radical cylcoalkyle en C5-C6, un radical 
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acyle pour lequel la partie hydrocarbonee est un radical alkyle lineaire ou ramifie, 
en C1-C20, 
n represente : 

* un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 5 a 1000, de preference de 5 a 
5 500, lorsque p et/ou t sont (est) diff6rent(s) de 0 

* un nombre moyen, entier ou decimal, superieur a 50 et allant jusqu'a 1000, de 
preference allant de 55 a 200, tout particulierement de 55 a 1 50 lorsque p et t sont 
6gaux a 0 

m representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450, et plus 
1 0 particulierement de 0 a 200, de preference de 2 a 50 

p representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 0 a 450, plus 

particulierement de 0 a 1 00. et de preference de 0 a 50 
t representant un nombre moyen, entier ou decimal, allant de 1 a 20, si au moins p 
est egal a 0, ou egal a 0 si au moins p est different de 0. 
15 (b) 0,1 a 20 % en poids, de preference 5 a 15 % en poids, d'au moins un solvant 
comprenant au moins un radical hydroxyle et dont le point d'ebullition est inferieur a 
10O°C, 

(c) 0,1 a 5 % en poids, de preference 0,1 a 3 % en poids. d'au moins un tensioactif. 

(d) 0 a 5 % d'un solvant supplemental choisi parmi les derives du glycol, 
20 (e) complement a 1 00 % en poids d'eau. 

22. Formulation selon la revendication precedente. caracterisee en ce que ledit 
compose de formule (I) est choisi parmi ceux mentionnds a I'une quelconque des 
revendications 3 a 1 1 . 
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